Focused lon Beam FIB

Mit dem Rasterelektronenmikroskop LEO 1540 XB steht
der Grenzflachen- und Mikrostrukturanalytik ein wichti-
ges Werkzeug flr die Nanotechnologie zur Verfligung.
Die Methode verbindet die Eigenschaften eines hochauf-
|6senden Feldemissions-Rasterelektronenmikroskops mit
denen eines fokussierten lonenstrahls. Das FIB ermdg-
licht es Festkdrperoberflachen aus Biologie und Material-
wissenschaften zielgenau zu praparieren, um Materialei-
genschaften im oberflachennahen Bereich und im inneren
der Probe zu analysieren. Dabei wird ein Querschnitt
orthogonal zur Oberflache eines Materials erzeugt.

Neben den Material abtragenden Eigenschaften des
lonenstrahls haben auch die strukturerzeugenden Még-
lichkeiten von lonen- und Elektronensonde ein hohes
Anwendungspotenzial in der Nanotechnologie und in der
Grenzflachen- und Mikrostrukturanalytik.
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Welche Méglichkeiten bietet das FIB?

Mikroquerschnitte an inneren und
duperen Grenzflachen

m lonenstrahl-Atzen zum lokalen Abtragen von Material
(héhere Atzraten werden durch Prozessgas-Unterstiit-
zung erreicht)

m In situ- Betrachtung der Atzvorgénge

= Erzeugung von Schnittbildfolgen durch schrittweise
Dokumentation des Atzfortschritts durch den
Festkérper (3D-Rekonstruktion)

m Rasterionenmikroskopie-Kontraste an freigelegten
Grenzflachen (Strukturanalyse, Gefligebilder)

Generieren von Nanostrukturen
(additive Nanolithographie)

m Lokales Abscheiden von Strukturen aus
verschiedenen Materialien (Leiter, Isolatoren) mit
nanometergenauer Prazision und Dimension

m Markieren und Beschriften auf nm-Skala

Praparation

m Schnitte fir hochauflésende Elementanalyse (EDX,
SIMS, EBSD, TEM/EDX)

m Zielprdparation von dinnen Lamellen fir TEM
(FIB/TEM lift-out)

Naturwissenschaftliches und
Medizinisches Institut
an der Universitat Tiibingen

Markwiesenstrape 55
72770 Reutlingen, Germany
Telefon +49 7121 51530-0
Telefax +49 7121 51530-16
www.nmi.de




NMI ..

schafft Ergebnisse

Anwendungsbereiche
Schichttechnologie

= Querschnittanalyse von Beschichtungen
auch an kritischen Stellen (Schichtaufbau,
Schichtdicke, Morphologie)

Materialforschung

m Gefligeanalyse (lokale Verdanderungen aufgrund
Beanspruchung: Tribologie)

= Ursachen von Stoérungen, Rissen, Delamination,
Artefakten

Mikroelektronik

m Schaltungsmodifikation: Trennen, Schliefen, Verandern
von Leiterbahnen an elektronischen Bauelementen
m Fehleranalyse (zielgenau: lateral und in der Tiefe)

4 N\
Gerat: Leo 1540 XB
Aufldsung: 7 nm bei 30 kV
Beschleunigungsspannung: 30 kV
Arbeitsabstand: 5mm
Strom: 1pA-50
Einbauwinkel: 540°
Emitter: Gallium-Flussig-
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Focused lon Beam FIB

Schnitt durch
Beschichtung
(blaue Flache).
Kontaminati-
onspartikel
(Bildmitte) als
Fehlerursache.

Schnitt an tribo-
logisch bean-
spruchter Stahl-
oberflache:

Die blaue Schnitt-
flache zeigt Ver-
anderungen des
Gefliges nahe der
Oberflache des
Werkstoffs;
rechts eine Rif-
fortsetzungins
Innere des Metalls.

Mikroquer-
schnitt einer
Durchkontakt-
ierung in der
Mikroelektronik



